Zirconia estabilizada com itria tem sido muito estudada para aplicagdo como eletrolito de células a combustivel tipo 6xido
solido (SOFC), devido a elevada estabilidade e excelente conducdo i6nica. No entanto, a temperatura de operagdo dessa célula
(~1000°C) ainda ¢ limitante a popularizagado desse tipo de tecnologia e a diminui¢do da mesma poderia ser atingida a partir da
redugdo da espessura do eletrdlito. Neste contexto estd inserida a proposta do presente projeto que visa a obtencdo de filmes
finos de YSZ. Dentre os métodos utilizados para obtencdo de filmes de YSZ, spray pirdlise apresenta-se como técnica
promissora, visto que permite a obtengdo de filmes finos com baixo custo. Além disso, os parametros operacionais podem ser
facilmente modificados, visando a otimizagdo do processo. Dessa forma, o presente trabalho teve por objetivo verificar a
influéncia de parametros operacionais, como por exemplo: a temperatura da chapa; a altura do aerdgrafo e a pressdo, nas
caracteristicas dos filmes obtidos. Para tanto foi montado um sistema de spray pirdlise, através do qual, solugdes de sais de
zirconio e itrio dissolvidos em solventes especificos foram depositadas sobre o substrato aquecido. As caracteristicas dos
filmes obtidos foram avaliadas por difragdo de Raios-x e MEV.



